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	Examen : Elaboration des couches minces  



Exercice 1 (5 pts)

Dites si les affirmations suivantes sont vraies (V) ou fausses (F)

1. Dans le domaine catalyse, les couches minces sont utilisées pour modifier la réflexion et la transmission de la lumière. 
2. Les revêtements durs déposés sur des outils de coupe sont des applications de couches minces visant à améliorer La résistance à la corrosion.

3. Dans le domaine de l'énergie solaire, une couche semi-conductrice est essentielle pour convertir la lumière en électricité dans les cellules photovoltaïques.
4. L'évaporation est le processus fondamental qui permet aux atomes ou molécules de se fixer sur une surface pour former une couche mince.

5. Dans le modèle de croissance de Stranski-Krastanov, le mode de croissance initial avant la formation d'îlots tridimensionnels est commencée par La formation d'une ou plusieurs monocouches. 

6. Lors d'un dépôt par pulvérisation cathodique, La pression du gaz de travail influence significativement sur la morphologie et la microstructure d'une couche mince en croissance.

7. La technique de dépôt de couches minces (CVD) implique généralement une réaction chimique à la surface du substrat à partir de précurseurs gazeux.
8. La pulvérisation à courant continu (DC sputtering) est généralement utilisée pour déposer Les polymères organiques.
9. La dernière étape dans le procédé de fabrication du film est l'étape de nucléation dans laquelle les îlots commencent à se regrouper.
10. L’adsorption du réactif est la deuxième étape dans la déposition par les procédés CVD.

Exercice 2 : (10 pts)

Donner la définition :

1. Un Précurseur dans le contexte du dépôt chimique en phase vapeur (CVD) 

2. La rugosité, Quelle technique peut être utilisée pour déterminer la rugosité de la surface. 

3. Qu'est-ce qui définit principalement une "couche mince" par rapport à un matériau massif ?

4. Quel type de gaz est le plus couramment utilisé pour générer le plasma dans un système de   pulvérisation cathodique ?

5. Donner les étapes de préparation des substrats avant la déposition des couches minces. Quel est l'objectif principal du nettoyage du substrat avant le dépôt d'une couche mince ?

6. Quelles sont les différents modes de croissance dune couches minces. Donner le schéma explicatif de chaque mode. 

Exercice 3 (5 pts)

Choisi une technique de déposition dune couches minces et présenter : 
La définition de la technique, Principe de la technique, Les applications de la technique, Les avantages et les inconvénients de la technique.       
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